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Znane jest zastosowanie w przemyśle
chemicznym aparatów bębnowych, ogrze¬
wanych wewnątrz parą, do odparowywa¬
nia do sucha stężonych roztworów lub e-
mulsyj różnych suhstancyj. Aparaty tego
typu znalazły szerokie rozpowszechnienie
w wypadkach, w których substancja za¬
wieszona lub rozpuszczona w cieczy ule¬
ga niekorzystnym zmianom, bądź na sku¬
tek przegrzania, bądź zbyt długiego sty¬
kania się z gorącym rozpuszczalnikiem.
Aparaty tego typu stosowane obecnie w
przemyśle, w zależności od sposobu do¬
prowadzania roztworów do zetknięcia śię

z powierzchnią ogrzewalną obrotowego
bębna parowego i odprowadzania produk¬
tu, posiadają charakter specjalny, wsku¬
tek czego jedne z nich nie nadają się do
odparowywania pod zmniejszonem ciśnie¬
niem, inne mogą służyć do odparowywa¬
nia roztworów o określonych własnościach
fizycznych, wreszcie prawie wszystkie
pracują z dość małą wydajnością po¬
wierzchni ogrzewalnej.

Aparat, który stanowi przedmiot pa-
tentju, ijeist zbuidowamy tta' podstawie nastę¬
pujących roziważań i obserwacylj.

1) Jeżeli powierzchnię ogrzewalną o



temperaturze wyższej od punktu wrzenia
cieczy pokryć cienką warstwą roztworu,
następuje^" odparowaśftife rozpuszczalnika,
które można podzielić na dwie fazy. W
pierwszej fazie tworzą się banieczki wy¬
pełnione parą danego rozpuszczalnika. Ba¬
nieczki te po wyrośnięciu do pewnej wiel¬
kości, zależnej od właściwości fizycznych
cieczy, powierzchni ogrzewalnej i otacza¬
jącej atmfosfery, są rozrywane przez znaj¬
dującą się wewnątrz parę, przyczem część
odparowywanej substancji odpryskuje.

W drugiej fazie odparowania część ro¬
zerwanej banieczki, przylegająca do po-
wierzchni ogrzewalnej, zostaje szybko u-
wolniona całkowicie od rozpuszczalnika,
zaś część pozostała, przyczepiona do
pierwszej za pośrednictwem cienkiej, je¬
szcze wilgotnej ścianki, traci rozpuszczal¬
nik bardzo wolno, głównie pod wpływem
promieniowania powierzchni ogrzewalnej.

2) Jeżeli substancja tworząca emulsję
lub rozpuszczona praktycznie nie ulega
zmianie w niskich temperaturach, lecz
zmienia się niekorzystnie pod wpływem
gorącego rozpuszczalnika, najlepszy pro¬
dukt otrzyma się wtedy, gdy czas pod¬
grzewania i odparowywania roztworu bę¬
dzie jak najkrótszy, a isamo odparowywa-
nie będzie się mogło odbywać pod zmniej-
szonem ciśnieniem.

3) Sprawność odparowywania po¬
wierzchni ogrzewalnej wyparnic bębno¬
wych, służących do całkoNvitego usunięcia
rozpuszczalnika, jest wielokrotnie mniej¬
sza od sprawności dowolnego typu apara¬
tu (stężającego roztwór.

Aby zatem wypannica bębnowa dawa¬
ła idiużą wydajność pTtódtoktu, powinno się
mieć możność doprowadzania do po¬
wierzchni oigrzewalnej bębna nietylko
roztwory włatedwe1 lub emulsje, ale rów¬
nież mieszaniny, składające się z nasyco¬
nego roztworu i fazy stałej danej substan¬
cji, choćby ta ostatnia łatwo się oddziela¬
ła oi fazy ciekłej.

Dla uzyskania korzyści, wynikających
z powyższego rozumowania, aparat bębno¬
wy posiada dwa bębny obrotowe A, sty¬
kające się wzdłuż tworzącej C.

System doprowadzania roztworu znaj¬
duje się pod bębnami parowemi i składa
się z misy c, w której umieszczone są dwa
walce a. Walce te, obracając się z odpo¬
wiednią szybkością w kierunku strzałek,
rozprowadzają ciecz, spływającą z rurki
d, na całą szerokość powierzchni ogrze¬
walnej bębnów i, dzięki przylepności cie¬
czy do ich powierzchni, pracują, jak .pom¬
pa wirowa. Ciecz jest podnoszona na gór¬
ną część misy c, przyczem przepony 6 u-
łatwiają wytwarzanie pod niemi pewnego
nadciśnienia, niezbędnego do wprowa¬
dzania roztworu lub nawet gęstej miesza*
niny nasyconego roztworu z fazą stałą pod
część środkową bębnów parowych. Prócz
tego walce spełniają rolę mieszadła unie¬
możliwiającego w wypadkach istnienia fa¬
zy stałej o4dlzielenie 'się jej od roztworu.
Wreszcie porywają odpryskującą w pierw¬
szej fazie stężania substancję i wprowa¬
dzają ją wraz z nową porcją cieczy zpo-
wrotem pod bębny parowe. Ciecz wyci¬
skana równomierną warstewką z pod prze¬
pony b przylega do powierzchni ogrzewal¬
nej bębna.

Obrotowi bębnów od punktu B do C
odpowiada pierwsza faza stężania. W
punkcie C odstające od powierzchni wil¬
gotne cząsteczki substancji zostają ,,przy-
prasowane" do powierzchni ogrzewalnej
wzajemnym dociskiem bębnów parowych,
wskutek czego sprawność powierzchni po¬
za punktem C wydatnie zwiększa się.

Dzięki temu urządzeniu unika się na¬
grzewania większych ilości cieczy, tak że
każda cząstka cieczy nagrzewa się dopie¬
ro w chwili wprowadzenia jej na po¬
wierzchnię (ogrzewalną.

Przez równomierne doprowadzanie cie¬
czy do powierzchni ogrzewalnej część mi¬
sy c niewiele jest wysunięta poza punkt
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zetknięcia się cieczy z powierzchnią bęb¬
na parowego, wskutek <czego kąt X odpo¬
wiadający powierzchni bębnów miewyzy-
skanej jest bardzo mały. Przy doprowa¬
dzaniu cieczy do dolnej .powierzchni bęb¬
nów uzyskuje się również najkorzystniej¬
sze ustawienie noży, bowiem w aparatach
zalewanych zgóry noże umieszczone są
również w górnej części, co pociąga za so¬
bą większe straty przez rozpylenie pro¬
duktu.

Proste urządzenie do doprowadzania
cieczy pozwala na łatwą obudowę powyż¬
szego aparatu i dostosowanie go do pracy
również pod ciśnieniem zmniejszonem.

Zastrzeżenie patentowe.

Wyparnica bębnowa do odparowywa¬
nia roztłwofców, emulsyj i mieszanin roz¬
tworów nasyconych z wydzieloną fazą sta¬
łą, znamienna tern, że zaopatrzona jest w
walce obrotowe, umieszczone pod bębna¬
mi parowemi, i przeponę stykającą się z
powierzchnią walców obrotowych.

S. A. „Azot".
A. P i 11 z.

Zastępca: K. Czempiński,
rzecznik patentowy.

bruk L. Bogusławskiego t Skl, Warszaw-
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